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摘   要 

 

化學氣相沉積(Chemical Vapor Deposition, CVD)在半導體製程中主要生產

生長薄膜以隔離金屬層避免彼此影響，之後在基底表面產生化學反應或化學分解

產生欲沉積的薄膜。CVD 反應過程中常常會伴隨著不同的副產品產出及雜質殘

留，副產品及雜質會影響 CVD 沉積的表現導致不良品的產生，因此沉積至一定厚

度之後必須進行工作站的清潔。  

本研究目的為發展一系統化的產品批次生產順序架構，提供線上人員選擇生

產批量合適的建議，使用以線性代數為基礎的數學模型，讓機台在 CVD 製程中在

目標範圍內Ｍ~Ｎμm 間進行工作站清潔，並使沉積量盡可能趨近 Nμm，以達到

產能最佳化、最有效利用生產機台時間的目標。最後以某公司生產資料作為標竿

來驗證此生產順序架構的效度。 
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